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(57)【要約】
　較正パターンを使用する走査ビーム装置の較正を開示
する。１つの態様では、方法が、走査ビーム装置を使用
して較正パターンの画像を取得するステップを含むこと
ができる。取得した画像を較正パターンの表示と比較す
ることができる。この比較に基づいて走査ビーム装置を
較正することができる。これらの及びその他の較正方法
を行うためのソフトウェア及び装置も開示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査ビーム装置を使用して較正パターンの画像を取得するステップと、
　前記取得した画像を前記較正パターンの表示と比較するステップと、
　前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、前記比較に基づいて前記走査ビーム装置の
走査光学素子の１又はそれ以上の駆動パラメータを調整するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記比較が、前記取得した画像と前記較正パターンの表示とがしきい値の許容範囲内で
一致することを示すまで、前記取得ステップと前記比較ステップとを１又はそれ以上の回
数反復するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、前記比較に関連する較正済みの画像位置情
報を保存するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記較正済みの画像位置情報は較正済みの宛先ピクセル位置を含み、該宛先ピクセル位
置は、前記取得した画像と前記表示との間の差異を考慮するように調整された予想される
ピクセル位置である、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　走査パターン内の関心のある面上でビームを走査するステップと、
　前記走査パターン中の異なる時点において後方散乱光を検出するステップと、
　前記走査パターン中の前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、前
記較正済みの画像位置情報内に定められた画像位置で表すことにより、前記関心のある面
の画像を生成するステップとをさらに含む、
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、
　前記比較に基づいて、前記走査ビーム装置の走査光学素子の１又はそれ以上の駆動パラ
メータを調整するステップと、
　前記走査ビーム装置を使用して同じ又は異なる較正パターンの第２の画像を取得するス
テップと、
　前記取得した第２の画像を、該第２の画像を取得するために使用した前記較正パターン
の表示と比較するステップと、
　前記比較に関連する較正済みの画像位置情報を保存するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　走査パターン内の関心のある面上でビームを走査するステップと、
　前記走査パターン中の異なる時点において後方散乱光を検出するステップと、
　前記異なる時間の各々において検出された前記後方散乱光を、前記較正済みの画像位置
情報内に定められた画像位置で表すことにより、前記関心のある面の画像を生成するステ
ップとをさらに含む、
ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記走査ビーム装置を使用して前記較正パターンの画像を取得するステップは、
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　前記走査パターン内の前記較正パターン上でビームを走査するステップと、
　前記走査パターン中の異なる時点において前記較正パターンから後方散乱光を検出する
ステップと、
　前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、対応するそれぞれの時点
に関する前記ビームの予想される位置で表すことにより、前記較正パターンの画像を生成
するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記較正パターンの画像を取得するステップは、多色較正パターンの多色画像を取得す
るステップを含み、比較ステップは、前記取得した多色画像の異なる色成分を、対応する
前記較正パターンの表示の色成分と比較するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記較正パターンの画像を取得するステップは、モノクロ較正パターンの複数の異なる
色成分画像を取得するステップを含み、比較ステップは、前記複数の異なる色成分画像の
各々を前記モノクロ較正パターンと比較するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記画像を取得する前に、前記走査ビーム装置の走査ビームプローブを走査ビーム装置
の較正チャンバのポートに結合するステップをさらに含み、前記較正チャンバは内部に前
記較正パターンを有する、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記走査ビーム装置の較正後に、前記走査ビーム装置の走査ビームプローブを患者の体
内に挿入するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記較正パターンの画像を取得するステップは、単一の片持ち状の光ファイバをある走
査パターンで走査するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記較正パターンの画像を取得するステップは、走査光学素子をほぼ共鳴周波数で動か
すステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記取得した画像を前記較正パターンの表示と比較するステップは、前記取得した画像
内の特徴を、対応する前記較正パターンの表示内の特徴の既知の座標に写像するステップ
を含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　実行された場合、
　　走査ビーム装置で取得した較正パターンの画像を該較正パターンの表示と比較するス
テップと、
　　前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正するステップと、
　を含む機械実行動作をもたらす命令を与える機械アクセス可能媒体を含む、
ことを特徴とする製造の物品。
【請求項１８】
　実行された場合、前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正する機械をもたらす前
記命令は、実行された場合、前記比較に基づいて前記走査ビーム装置の走査光学素子の１
又はそれ以上の駆動パラメータを調整するステップを含む前記機械実行動作をもたらす命
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令をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の製造の物品。
【請求項１９】
　実行された場合、前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正する機械をもたらす前
記命令は、実行された場合、前記比較に関連する較正済みの画像位置情報を記憶するステ
ップを含む前記機械実行動作をもたらす命令をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の製造の物品。
【請求項２０】
　前記命令は、実行された場合、走査パターン内の前記関心のある面上でビーム走査中の
複数の異なる時点の各々において検出された後方散乱光を、前記較正済みの画像位置情報
内に定められた画像位置で表すことにより、関心のある面の画像を生成するステップを含
む前記機械実行動作をもたらす命令をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１９に記載の製造の物品。
【請求項２１】
　実行された場合、前記取得した画像を前記較正パターンの表示と比較する前記機械をも
たらす前記命令は、実行された場合、前記取得した画像内の特徴を対応する前記較正パタ
ーンの表示内の特徴の既知の座標に写像するステップを含む前記機械実行動作をもたらす
命令をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１７に記載の製造の物品。
【請求項２２】
　光源と、
　前記光源から光を受け取り、走査パターン内の較正パターン上でビームを走査するため
の走査光学素子と、
　前記較正パターンから後方散乱される光を前記走査パターン中の異なる時点において検
出するための光検出器と、
　前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、対応するそれぞれの時点
に関する前記ビームの予想される位置で表すことにより、前記較正パターンの画像を生成
するための画像生成論理回路と、
　前記画像を前記較正パターンの表示と比較するための比較論理回路と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２３】
　前記比較論理回路と通信し、前記比較に基づいて前記走査光学素子の１又はそれ以上の
駆動パラメータを調整するための駆動信号較正論理回路をさらに含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記比較に関連する較正済みの画像位置情報を記憶するためのピクセル位置較正論理回
路をさらに含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ピクセル位置較正論理回路は、走査パターン内の前記関心のある面上でビーム走査
中の複数の異なる時点の各々において検出された後方散乱光を、前記較正済みの画像位置
情報内に定められた画像位置で表すことにより、関心のある面の画像を生成するための論
理回路を含む、
ことを特徴とする請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　内部に前記較正パターンを有するチャンバをさらに含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２７】
　内視鏡を含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
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【請求項２８】
　前記走査光学素子は、単一の片持ち状の光ファイバを含む、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
　前記走査光学素子は、ほぼ共鳴周波数で走査を行うようにされた、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【請求項３０】
　前記較正パターンは受動的である、
ことを特徴とする請求項２２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は走査ビーム装置に関する。特に、本発明の実施形態は走査ビーム装
置の較正に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な種類の走査ビーム装置が当業において知られており、また文献に記述されている
。１つの種類の走査ビーム装置に、走査ファイバ装置がある。走査ファイバ装置は、単一
の片持ち状の光ファイバを含むことができる。
【０００３】
　１つの態様では、走査ファイバ装置を使用して、目標領域の画像を取得することができ
る。目標領域の画像を取得する際、光学レンズシステムを通じて、及び走査パターンに従
って目標領域上で照明スポットを走査するために、単一の片持ち状の光ファイバを振動さ
せることができる。例えば光センサにより、後方散乱光を時系列で取り込むことができる
。
【０００４】
　画像の取得時には、一般に、このことが走査全体を通じて光ファイバ及び／又は照明ス
ポットの位置を正確に知る助けとなる。光ファイバの走査に使用する駆動信号を知ること
により、走査パターン中の個々のピクセル点に関して照明スポットの位置を推定できるよ
うになる。しかしながら実際には、環境変数、製造変数、不完全な電子装置、共鳴周波数
付近における走査ファイバ装置の感度、及び／又はその他の要因により、このような推定
の精度が制限されがちな可能性がある。このような位置の不正確さは、走査ファイバ装置
以外のその他の種類の走査ビーム装置においても存在しがちな可能性がある。
【０００５】
　このような位置の不正確さを考慮しなければ、走査ファイバ装置を使用して生成される
画像に歪みが加わりがちな可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願第２００６００７２８４３号
【特許文献２】米国特許出願第２００６００７２８７４号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下の説明及び本発明の実施形態の例示に使用する添付図面を参照することにより、本
発明を最もよく理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム装置を較正する方法のブ
ロックフロー図である。
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【図２】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査パターン内の較正パターン上で
光のビームを走査する走査ビーム装置を示すブロック図である。
【図３】光学素子をその共鳴周波数のＱ因子内で走査することを示す図である。
【図４】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、実際の、すなわち観察される走査パ
ターン（点線で示す）が予想される、すなわち理想的な走査パターン（実線で示す）とど
のように相違する可能性があるかについての一例を示す図である。
【図５】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム装置を使用して較正パタ
ーンの画像を取得する例示的な方法のブロックフロー図である。
【図６】本発明の１又はそれ以上の実施形態による駆動信号の較正方法のブロックフロー
図である。
【図７】本発明の１又はそれ以上の実施形態によるピクセル位置の較正方法のブロックフ
ロー図である。
【図８】本発明の１又はそれ以上の実施形態による走査ビーム装置の較正方法のブロック
フロー図である。
【図９】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、関心のある面の画像を取得する方法
のブロックフロー図である。
【図１０Ａ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１０Ｂ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１０Ｃ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１０Ｄ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１０Ｅ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１０Ｆ】本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である。
【図１１】本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム装置のための較正シス
テムの一例のさらなる詳細を示すブロック図である。
【図１２】本発明の実施形態を実行できる例示的な走査ビーム装置のブロック図である。
【図１３】本発明の１又はそれ以上の実施形態による走査ファイバプローブの詳細例の断
面側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明では、数多くの具体的な詳細について説明する。しかしながら、これらの具
体的な詳細を伴わずに本発明の実施形態を実施できることを理解されたい。その他の例で
は、この説明を曖昧に理解しないように、公知の回路、構造及び技術については詳細に示
していない。
【００１０】
　米国特許出願第２００６００７２８４３号には、画像において歪みを低減させるための
リマッピング法が開示される。この明細書に開示されるように、走査パターン中に感光性
位置センサを使用して、走査照明スポットの位置を能動的に捕捉することができる。しか
しながら、このような感光性位置センサの使用は、潜在的にある欠点を有する可能性があ
る。一つには、感光性位置センサは高価になりがちである。さらに、感光性位置センサは
サイズが限定されがちである。このことは、較正できる視野を制限しがちな可能性がある
。さらに別の潜在的欠点は、感光性位置センサは、迷光又は反射光に影響されやすい傾向
にあるという点である。このことは、較正の有効性を制限しがちな可能性がある。さらに
別の潜在的欠点は、較正中に感光性位置センサを通る１つの信号路と、動作中に後方散乱
光を検出するために使用される光検出器を通る別の信号路とが存在するという点である。
これらの異なる信号路は異なる位相後退を有する可能性があり、これが較正を複雑化し及
び／又は生成される画像に歪みを加えがちな可能性がある。上記と同様に、或いは別様に
その他の欠点に直面する可能性もある。いずれにせよ、このような感光性位置センサを必
要とせずに走査ビーム装置を較正するための方法及び装置は、いくらかの利点を提供する
ことができる。
【００１１】
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　図１は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による走査ビーム装置を較正する方法１０
０のブロックフロー図である。ブロック１０２において、走査ビーム装置を使用して較正
パターンの画像を取得することができる。適当な較正パターンの例としては、以下に限定
されるわけではないが、図１０Ａ～図１０Ｆに示すものが含まれ、これらについては以下
でさらに説明する。
【００１２】
　この方法についてさらに説明する前に、走査ビーム装置について、及び走査ビーム装置
を使用して較正パターンの画像を取得する例示的な方法について簡単に説明することが有
用である可能性がある。図２は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査パター
ン２１８における較正パターン２２０上に光のビーム２１６を走査する走査ビーム装置２
１０を示すブロック図である。本発明の様々な実施形態では、走査ビーム装置は、内視鏡
、走査ファイバ内視鏡、カテーテル、気管支鏡、ファイバスコープ、顕微鏡、ボロスコー
プ、バーコードリーダ、又は当業で公知のその他の画像取得装置及び／又は表示装置の形
をとることができる。
【００１３】
　走査ビーム装置は光源２１２を含む。一例として、光源としては、１又はそれ以上のレ
ーザダイオード又はその他のレーザを含むことができる。１つの態様では、光源は、１又
はそれ以上の赤色光源、青色光源、緑色光源（これらはまとめて「ＲＧＢ光源」と呼ばれ
る）、白色光源、赤外線光源、紫外線光源、及び／又は（例えば、治療用走査ビーム装置
のための）高密度レーザ源を含むことができる。特定の実施構成に応じて、光源は、連続
した流れの光、変調光、又は一条の光パルスを放射することができる。光源は、任意で、
第１のモード（例えば連続した流れ）と第２のモード（例えば一条の光パルス）との間で
切り換わるように構成することができる。光源は、例えば色結合器、フィルタなどのその
他の従来の構成要素を任意で含むことができる。
【００１４】
　光源は走査光学素子２１４に光を供給する。走査光学素子は、例えば（光ファイバなど
の）導波管、鏡、又はレンズなどの光学素子を含むことができる。走査光学素子はまた、
例えば、圧電アクチュエータ、磁気アクチュエータ、電磁アクチュエータ、静電アクチュ
エータ、音波アクチュエータ、電気化学アクチュエータ、その他のトランスデューサ、又
は光学素子を動かすことができるその他のアクチュエータなどのアクチュエータを含むこ
ともできる。アクチュエータは、本明細書では駆動信号とも呼ぶ電気信号を受け取ること
ができ、この信号は、アクチュエータに光学素子を動かさせて走査パターン内の較正パタ
ーンを横切る光のビームを走査させる。ビームを平行にし、或いは平行な光線を有するこ
とも可能であるが、その必要はない。
【００１５】
　様々な周波数で光ファイバ又はその他の走査光学素子を動かすことができるが、本発明
の１又はそれ以上の実施形態では、これらを機械的な、すなわち振動共鳴周波数（又は共
鳴周波数の調波）のＱ因子内で動かすことができる。このことは、走査を行うために必要
なエネルギー量を削減するのに役立つことができる。図３は、光学素子をその共鳴周波数
のＱ因子内で走査することを示す図である。
【００１６】
　しかしながら、走査光ファイバの場合、共鳴周波数又はその付近における走査は、照明
スポットの位相を駆動信号に対して約９０°ずらす可能性がある。このことは、光ファイ
バの動きを共鳴周波数のすぐそばの周波数変化に対して比較的敏感にさせがちな可能性が
ある。例えば、駆動信号が正確に共鳴周波数でない場合、照明スポットは、位相が９０°
ずれた状態から、より駆動信号と同相に近づくように動くことができる。このことは、生
成される画像に歪みを加えがちな可能性がある。共鳴周波数又はその付近においてその他
の走査光学素子を走査する場合、同様の歪みが潜在的に導入される可能性がある。以下で
さらに詳述するように、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、ピクセル位置の較正を
使用して、位相を共鳴周波数又はその付近に維持する困難さによる歪みだけでなく、駆動
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信号の較正後にさえも残りがちな可能性のあるその他の歪みを除去し、或いは少なくとも
低減させることができる。
【００１７】
　再び図２を参照すると、図示のように、走査パターンは螺旋状の走査パターンを含むこ
とができるが、これは必須ではない。その他の適当な走査パターンの例として、以下に限
定されるわけではないが、長円形、円形、プロペラパターン、及びこれらの組合せなどの
その他の放射状走査パターン、及びラスタ走査パターン、リサジュー走査パターン、及び
これらの組合せなどの非放射状走査パターンが挙げられる。走査パターンは、一次元又は
二次元であってもよい。
【００１８】
　前述したように、一般に、このことが走査全体にわたって照明スポット又は光源の位置
を正確に知る助けとなる。駆動信号を知ることにより、走査パターン中に個々のピクセル
点に関して照明スポット又はビームの位置を推定できるようになる。しかしながら実際に
は、環境変数、製造変数、不完全な電子装置、潜在的に共鳴周波数付近における走査ビー
ム装置の感度、及び／又はその他の要因により、このような推定の精度が制限されがちな
可能性がある。従って、走査全体にわたる照明スポットの実際の位置が予想される位置と
は異なる可能性がある。
　このような位置の違いを考慮しなければ、走査ビーム装置を使用して生成される画像に
歪みが加わりがちな可能性がある。
【００１９】
　図４は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による、実際の、すなわち観察される走査
パターン４１８（点線で示す）が予想される、すなわち理想的な走査パターン４３２（実
線で示す）とどのように相違する可能性があるかについての一例を示す図である。この例
では、予想される走査パターンは円形螺旋をたどる一方、実際の走査パターンは楕円螺旋
をたどる。その他の実施形態では、実際の走査パターンと予想される走査パターンは別様
に異なることもある。図示のように、走査全体にわたって予想されるビームの位置は、対
応する時点におけるビームの実際の位置とは大幅に異なる場合がある。代表的な距離ｄを
使用して、特定の時点における予想されるビームの位置４３４と実際のビームの位置４３
６との差異を示す。
【００２０】
　再び図２を参照すると、走査パターン全体を通じて較正パターンから光２２２が反射又
は後方散乱される可能性がある。後方散乱される光の量は、上記特定の時点に光のビーム
により照射される較正パターンの部分の（色、彩度などの）光学特性に部分的に依存する
ことができる。後方散乱光は、予想されるビームの位置ではなく、走査全体にわたってビ
ームの実際の位置における較正パターンの光学特性を表すことに留意されたい。
【００２１】
　走査ビーム装置は光検出器２２４を含む。適当な光検出器の例として、以下に限定され
るわけではないが、光ダイオード、荷電結合素子、光電子増倍管、フォトトランジスタ、
及び当業で公知のその他の光検出器、並びにこれらの組合せが挙げられる。光検出器は、
走査パターン全体を通じて異なる時点における後方散乱光を検出することができる。本発
明の１又はそれ以上の実施形態では、光検出器を、較正パターンに近接させて走査ビーム
装置の遠位端（例えば、プローブ部分内）に配置することができる。或いは、本発明の１
又はそれ以上の実施形態では、光導波管を使用して、遠位端から離れて（例えば、ベース
ステーション内に）位置する光検出器へ後方散乱光を搬送することができる。
【００２２】
　走査ビーム装置は、光検出器と結合した、或いは別様に通信する画像生成器２２６を含
む。画像生成器は、走査パターン全体を通じて異なる時点で検出される光の量を表す信号
を受け取ることができる。画像生成器は、これらの信号を使用して対応する較正パターン
の画像を生成することができる。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、画像生成器は
、走査パターン全体を通じて異なる時点で検出された後方散乱光をこれらのそれぞれの時
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点で予想されるビームの位置に置き、或いは表すことができる。説明を簡単にするために
、後方散乱光は、生成された画像内の位置に「置かれる」と言うことができる。これは、
後方散乱光が検出される可能性、また検出された光の量を「表す」電気信号を使用して、
生成された画像内の位置における後方散乱光を表す可能性を含むことを意図するものであ
る。
【００２３】
　手短かに振り返ると、図５は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム
装置を使用して較正パターンの画像を取得する例示的な方法５０２のブロックフロー図で
ある。ブロック５４０において、走査パターン内の較正パターン上で光のビームを走査す
ることができる。次に、ブロック５４２において、較正パターンから後方散乱された光、
すなわちビームの一部を走査パターン中の異なる時点で検出することができる。次に、ブ
ロック５４４において、異なる時点の各々において検出される後方散乱された光をそれぞ
れの時点における対応する予想されるビームの位置、すなわち理想的な位置に置くこと、
すなわち表すことにより、較正パターンの画像を生成することができる。本明細書では、
生成された画像のことを取得した画像と呼ぶこともできる。
【００２４】
　前述したように、較正の前に、実際のビームの位置が予想されるビームの位置と潜在的
に異なる場合がある。従って、予想されるビームの位置に後方散乱光を置くこと、すなわ
ち表すことにより、取得した画像内に歪みが導入される可能性がある。同じ駆動信号及び
物理的システムを使用して走査ビーム装置を駆動する場合、（関連する環境要因が変わら
ない限り）これらの歪みが個々の走査で繰り返されがちな可能性がある。取得した較正パ
ターンの画像におけるこれらの歪みを有利に使用して走査ビーム装置を較正し、予想され
る走査パターンと実際の走査パターンとの間の差異を考慮することにより、走査ビーム装
置を使用して生成される次の画像において歪みが除去され、或いは少なくとも低減される
ようになる。
【００２５】
　再び図１を参照すると、較正パターンの画像を取得した後、ブロック１０４において、
取得した画像を較正パターンの表示と比較することができる。較正パターンの表示は、真
の表示、すなわち少なくとも取得した画像よりも正確な較正パターンの表示となり得る。
従って、歪んだ取得した較正パターンの画像とより正確な較正パターンの表示との比較を
、走査ビーム装置を較正するための測定基準又はガイドとして使用することができる。様
々な実施形態では、実行者が手動で、アルゴリズムにより自動で、或いは一部を実行者が
、一部をアルゴリズムによってこの比較を行うことができる。
【００２６】
　異なる種類の較正パターンの表示が可能である。１又はそれ以上の実施形態では、この
表示は、較正パターンの電子画像又はその他の電子的類似物を含むことができる。別の選
択肢として、１又はそれ以上の実施形態では、この表示は、心像、絵画、印象、又はその
他の較正パターンの心的表示を含むことができる。さらに別の選択肢として、１又はそれ
以上の実施形態では、この表示は、１又はそれ以上の、或いは１組の較正パターンの特徴
又は特性を含むことができる。例えば、この表示は、較正パターン内の対象の数、対象の
形、対象のサイズ、対象の向き、対象の色、又はこのような特徴又は特性の組合せを含む
ことができる。このような表示の組み合せも適している。
【００２７】
　ブロック１０６において、比較に少なくとも部分的に基づいて、走査ビーム装置を較正
することができる。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、走査ビーム装置を較正する
ステップは、走査光学素子の駆動に使用する１又はそれ以上の駆動パラメータ、すなわち
駆動信号を調整するステップを含むことができる。一例として、この調整を使用して、実
際の走査パターンを予想される走査パターンにより厳密に一致させることができる。
【００２８】
　別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、走査ビーム装置を較正す
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るステップは、（例えば、走査中の異なる時点に関する較正済みの宛先ピクセルなどの）
較正済み画像の位置情報を決定するステップと、潜在的に記憶又は別様に保存するステッ
プとを含むことができる。較正済み画像の位置情報は、取得した画像と表示との間の差異
に基づくものであってもよく、この差異はさらに実際の走査パターンと予想される走査パ
ターンとの間の差異に基づくものであってもよい。一例として、現在の駆動信号に関する
実際の走査パターンと予想される走査パターンとの間の差異を考慮するために、及び／又
は歪みを減少させるために、較正済み画像の位置情報を使用して、走査パターン中の異な
る時点で検出される後方散乱光に後続して生成される画像内の位置を調整することができ
る。
【００２９】
　さらに別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、駆動信号の較正及
びピクセル位置の較正の両方の組合せを任意で行うことができる。通常、１又はそれ以上
の、或いは極めて少ない数の駆動信号の較正を行うことができ、その後１又はそれ以上の
ピクセル位置の較正を行うことができる。
【００３０】
　図６は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による駆動信号の較正方法６５０のブロッ
クフロー図である。ブロック６５２において、走査ビーム装置を、１組の始動又は初期駆
動パラメータを使用するように構成することができる。初期駆動パラメータを推定し、理
論上決定し、或いは別様に決定することができる。１つの選択肢として、初期駆動パラメ
ータをメモリに記憶し、及びこれにアクセスすることができる。例えば、２００６年４月
６日に出願された米国特許出願第２００６００７２８７４号に適当な構成メモリが開示さ
れている。別の選択肢として、初期駆動パラメータを記憶したコンパクトディスク又はそ
の他の機械可読媒体を走査ビーム装置に同梱して出荷することができる。さらに別の選択
肢として、インターネット又は別のネットワークを介して初期駆動パラメータにアクセス
することができる。さらに別の選択肢として、実行者が初期駆動パラメータを手動で入力
又は設定することができ、これらの初期駆動パラメータを、使用するための命令セットと
して任意で提供することができる。或いは、走査ビーム装置を、当業で公知のその他の方
法を使用して初期駆動パラメータを使用するように構成することができる。
【００３１】
　特定の駆動パラメータは、走査ビーム装置及び走査パターンの種類によって決まる。一
例として、螺旋状の走査パターンで走査される走査ファイバ装置のための代表的な駆動パ
ラメータとして、（１）最大ｘ軸駆動電圧、（２）最大ｙ軸駆動電圧、（３）ｘ軸駆動電
圧とｙ軸駆動電圧との間の位相差、（４）電圧ランプ／上昇の勾配、及び（５）任意で電
圧ランプ／上昇の勾配における変化が挙げられる。螺旋の高さ及び幅は、それぞれｙ軸及
びｘ軸駆動電圧と直接関連する傾向にある。螺旋断面の増加率は、電圧ランプ／上昇の勾
配と直接関連する傾向にある。任意ではあるが、電圧ランプ／上昇の勾配における変化を
使用して、走査全体にわたって螺旋径のより均一な増加率を達成することができる。
【００３２】
　ブロック６０２において、走査ビーム装置を使用して較正パターンの画像を取得するこ
とができる。始動又は初期駆動パラメータを使用して走査パターン内の較正パターン上で
ビームを走査することにより画像を取得することができる。次に、ブロック６０４におい
て、取得した画像を較正パターンの表示と比較することができる。これらの比較は、ほぼ
前述したように行うことができる。
【００３３】
　ブロック６５４において、比較により、取得した画像が較正パターンの表示としきい値
の許容範囲内で一致していることが示されているかどうかを判定することができる。この
判定を行う別の方式も可能であり、その方法がこれまで行われてきた。
【００３４】
　１つの選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、この判定は、取得した
画像及び較正パターンの表示内の対象物のサイズ及び／又は形状を比較するステップと、
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これらがしきい値の許容範囲内で一致しているかどうかを判定するステップとを含むこと
ができる。一例として、取得した画像内のある円の半径又は平均半径を表示内の円の半径
又は平均半径と比較し、これらがしきい値の許容範囲内で一致しているかどうかを判定す
ることができる。別の例として、例えば画像内のある円の最小半径に対するこの円の最大
半径の比を求め、この比と１との差がしきい値の許容範囲未満であるかどうかを判定する
ことにより、この円の円形度をテストすることができる。或いは、その他の対象物のその
他のサイズ及び／又は形状を比較することもできる。
【００３５】
　別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、この判定は、取得した画
像内のある点の位置を較正パターンの表示内の対応する点の位置と比較して、この位置の
差がしきい値の距離又は許容範囲未満であるかどうかを判定するステップを含むことがで
きる。例えば、この点は固定点、無作為に選ばれた点、又はある計画により選ばれた点で
あってもよい。任意で距離の２乗値又は絶対値を使用することもできる。必要に応じて、
パターン全体にわたって潜在的に散在する点のうちの複数の対応する対を任意に使用して
もよい。
【００３６】
　さらに別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、取得した画像の較
正パターンの表示との比較は、走査中の異なる時点で走査されたビームの実際の座標を推
測又は推定するステップを含むことができる。取得した較正パターンの画像を分析して、
１又はそれ以上の点、或いはその他の特徴を識別することができる。例えば、図１０Ａに
示す円のうちの１つの頂部、底部、右側、左側を識別することができる。次に、１又はそ
れ以上の対応する特徴を較正パターンの表示内で識別することができる。例えば、較正パ
ターンの表示内の１又はそれ以上の特徴の各々のｘ、ｙ座標などの座標を知り、識別する
ことができる。一例として、較正パターンの表示は関連する座標系を有することができ、
この座標系内に１又はそれ以上の点又はその他の特徴が潜在的な座標値を有することがで
きる。次に、取得した画像内の所定の特徴の座標を、較正パターンの表示内の所定の特徴
の既知の座標と同じものと仮定することができる。このようにして、取得した画像内の点
又はその他の特徴を較正パターンの表示内の対応する点又はその他の特徴の既知の座標に
写像することができる。これらの座標は、走査パターン中の異なる時点における走査ビー
ムの実際の位置の推定として役立つとともに、さらに後述するように、これらを較正に使
用することができる。
【００３７】
　これらはごくわずかな例に過ぎない。任意でこれらの例示的な方法の組合せを使用する
こともできる。当業者及び本開示を利用できる人々には、統計的、経験的、又は発見的パ
ターン比較の方法が明らかであろう。
【００３８】
　取得した画像が較正パターンの表示と十分に一致しない（すなわち判定が「ｎｏ」であ
る）場合、この方法は、ブロック６５４からブロック６５６へ進むことができる。ブロッ
ク６５６において、走査ビーム装置の１又はそれ以上の駆動パラメータを調整することが
できる。１又はそれ以上の駆動パラメータの調整は、その後取得される較正パターンの画
像を較正パターンの表示により厳密に一致させるのに有利に役立つことができる。
【００３９】
　駆動パラメータを調整する異なる方法も可能である。本発明の１又はそれ以上の実施形
態では、実行者がパラメータを手動で調整することができる。必要に応じて、実行者は、
調整のガイドに役立てるために計算を行い、或いは走査ビーム装置のシミュレーション又
はその他のモデルを使用することができる。別の選択肢として、実行者は、経験、直感に
基づき、或いは比較的ランダムにパラメータを調整することができる。別の選択肢として
、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、制御ループを使用してパラメータを調整する
ことができる。ハードウェア、ソフトウェア、又はハードウェアとソフトウェアとの組合
せの形で制御ループを実行することができる。様々な態様において、制御ループは、計算
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、又は走査ビーム装置の動作のシミュレーション又はモデルに基づいて、或いは知的検索
又は最適化法を使用してパラメータを調整することができる。或いは、制御ループは、（
例えば、モンテカルロ法を使用して）比較的経験的にパラメータを調整することができる
。これらはごくわずかな例に過ぎない。当業者及び本開示を利用できる人々にはその他の
方法も明らかであろう。
【００４０】
　駆動パラメータを調整する特定の方法は、走査ビーム装置及び走査パターンの種類によ
って決まる。一例として、螺旋状走査パターンで動作する走査ファイバ装置の駆動パラメ
ータに対するいくつかの考えられる調整について検討されたい。
【００４１】
　一例として、比較により、走査のズームすなわち大きさがオフであることを示すことが
できる。例えば、取得した画像内に較正パターン内のある対象又は一部の対象の一部のみ
が現れることがある。ｘ軸及びｙ軸の電圧ランプ／上昇の両方の勾配を調整することによ
り、この歪みを減少させることができる。最大駆動電圧を上昇させて螺旋を拡大し、或い
は低下させて螺旋を圧縮することができる。必要に応じて、ｘ軸及びｙ軸の電圧ランプ／
上昇の勾配における変化（例えば、最大駆動電圧における変化）を使用して、走査全体に
わたる螺旋径のより均一な増加率の達成に役立てることができる。
【００４２】
　別の例として、比較により、螺旋状の走査パターンが、例えば図４に示すような楕円形
であることが示される場合がある。このような場合、垂直方向に楕円形の螺旋状走査パタ
ーンをより円形にするために、ｙ軸駆動電圧をｘ軸駆動電圧に対して低下させることがで
きる。或いは、水平方向に楕円形の螺旋状走査パターンをより円形にするために、ｘ軸駆
動電圧をｙ軸駆動電圧に対して低下させることができる。
【００４３】
　さらに別の例として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、取得した画像内の特徴
を対応する較正パターンの表示内の特徴の既知の座標に写像することにより、走査中の異
なる時点で走査されたビームの実際の座標の推定が利用可能となる。このような場合、推
定される実際の座標を使用して較正をガイドすることができる。さらに説明すると、実行
者が調整を行う場合、推定される実際の座標及び走査されるビームの予想される／理想的
な座標を、走査中の異なる時点においてプロットすることができる。例えば、図４に示す
プロットと同様のプロットを作成することができる。この任意のプロットは、実行者が差
異を理解するとともに、この差異を減少させる駆動信号の調整を理解するのに役立つこと
ができる。一例として、図４に示すように、実際の走査パターンの最大ｙ値が、予想され
る走査パターンの最大ｙ値よりも大きい場合、最大ｙ軸駆動電圧を低下させて走査を垂直
方向に圧縮することができる。同様に、図４に示すように、実際の走査パターンの最大ｘ
値が、予想される走査パターンの最大ｘ値よりも小さい場合、最大ｘ軸駆動電圧を上昇さ
せて走査を水平方向に拡大することができる。これらの調整は、楕円状の走査を円形化す
るのに役立つことができる。座標値を知ることの別の潜在的利点として、例えば座標の比
率又は座標に関連する距離の比率などを使用して調整の量を数学的に計算できるという点
がある。アルゴリズムも座標を使用してこのような調整を同様に行うことができるが、潜
在的にこのようなプロットを作図することはない。
【００４４】
　これらはごくわずかな例に過ぎない。当業者及び本開示を利用できる人々にはその他の
例が明らかであろう。
【００４５】
　ブロック６５６において１又はそれ以上の駆動パラメータを調整した後、この方法は、
ブロック６０２、６０４、及び６５４を１又はそれ以上の回数繰り返すことができる。場
合によっては、この方法は、ブロック６０２、６０４、６５４、及び６５６を通じて任意
のブロックを数回から最大１００回まで、或いは必要があればこれ以上の回数ループする
ことができる。少なくともある時点まで、より多くのループは、走査ビーム装置の駆動信
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号のより良好な較正を促進しがちな可能性がある。ある時点で、取得した画像が較正パタ
ーンの表示と十分に一致した（すなわち、ブロック６５４における判定が「ｙｅｓ」とな
った）場合、この方法は、ブロック６５４からブロック６５８へ進むことができる。或い
は、例えばこの方法の所定の回数の反復が行われた場合などのその他の基準も任意に使用
することができる。
【００４６】
　ブロック６５８において、駆動信号の較正方法は「終了」することができる。調整済み
のパラメータを、始動／初期駆動パラメータの場所に記憶又は別様に保存することができ
る。１又はそれ以上の実施形態では、米国特許出願第２００６００７２８４３号に記載さ
れる前述の構成メモリに調整済みの駆動パラメータを任意に記憶することができる。駆動
電子装置が、例えばさらなる較正、又はその用途のために次に動作する際に、この調整済
みの駆動パラメータを駆動電子装置が使用することができる。
【００４７】
　特定の概念を説明するために特定の方法６５０を示し、これについて説明したが、本発
明の範囲はこの特定の方法に限定されるものではない。代替の実施形態では、いくつかの
動作をこの方法から任意に省き、及び／又はこの方法に追加することができる。例えば、
ブロック６５４における判定を任意に省くことができる。このような判定を行わずに、方
法の１又はそれ以上の所定の回数の反復を任意に行うことができ、この回数も任意に構成
可能である。別の例として、ブロック６０４とブロック６５６との間に調整及び／又は調
整の量を任意に計算することができる。計算された調整は、任意にシミュレーション、コ
ンピュータモデル、又は最適化モデルに基づくものであってよく、この調整は駆動信号の
較正を迅速に実行しがちな可能性がある。その他の修正及び／又は適合も可能であり、当
業者及び本開示を利用できる人々にはこれらが明らかであろう。
【００４８】
　図７は、本発明の１又はそれ以上の実施形態によるピクセル位置の較正方法７６０のブ
ロックフロー図である。ブロック７０２において、走査ビーム装置を使用して較正パター
ンの画像を取得することができる。これは、ほぼ前述したように行うことができる。駆動
信号の較正が事前に行われている場合、調整済みの駆動パラメータを使用して走査パター
ン内の較正パターン上でビームを走査することにより画像を取得することができる。駆動
信号の較正に使用したのと同じ較正パターン、或いは全く異なる（潜在的にピクセル位置
の較正により適した）較正パターンを使用することができる。或いは、駆動信号の較正が
行われていない場合、始動／初期駆動パラメータを使用することができる。
【００４９】
　次に、ブロック７０４において、取得した画像を較正パターンの表示と比較することが
できる。この比較は、ほぼ前述したように行うことができる。
【００５０】
　ブロック７６２において、比較に関連する較正済みの画像位置情報を決定して（例えば
、走査ビーム装置のメモリ内に）記憶又は別様に保存することができる。本発明の１又は
それ以上の実施形態では、米国特許出願第２００６００７２８４３号に記載される前述の
構成メモリに較正データを記憶することができるが、これは必須ではない。
【００５１】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態では、較正済みの画像位置情報は、走査中のそれぞ
れの時点に関する較正済みの宛先ピクセルの位置を含むことができる。較正済みの宛先ピ
クセルの位置は、取得した画像と較正パターンの表示との間の差異により、及び／又は取
得した画像の点又は特徴を対応する較正パターンの表示内の既知の座標に写像することに
より、間接的に推測される予想されるビームの位置ではなく、実際のビームの位置を表示
又は推定するように試みることができる。別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の
実施形態では、この情報は、例えば予想されるビームの位置からの方向のずれ又は変位を
含むことができる。さらに別の選択肢として、この情報は、宛先ピクセルの位置及びずれ
又は変位の両方の組合せを含むことができる。このようなピクセル位置の較正は、機械的
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共鳴周波数又はその付近における動作に起因する歪み、又は駆動信号の較正後に残留しが
ちな可能性のあるその他の歪みを除去し、或いは少なくとも減少させるのに役立つことが
できるという利点がある。
【００５２】
　特定の概念を説明するために特定の方法７６０を示し、これについて説明したが、本発
明の範囲はこの特定の方法に限定されるものではない。代替の実施形態では、この方法に
任意にいくつかの動作を追加することができる。例えば、この方法を１又はそれ以上の回
数任意に反復して、較正済みの画像ピクセル又はその他の位置情報を微調整することがで
きる。別の例として、複数の画像を取得して比較し、保存されている較正データを統計的
に平均化することができる。その他の修正及び／又は適合も可能であり、当業者及び本開
示を利用できる人々にはこれらが明らかであろう。
【００５３】
　走査ビーム装置を使用して、モノクロ画像、カラー画像、又はこれらの両方を生成する
ことができる。走査ビーム装置を別の方法で較正してカラー画像を生成することも可能で
ある。
【００５４】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム装置を較正してカラー画像を生
成する１つの方法は、モノクロ較正パターンを使用するステップを含む。モノクロ較正パ
ターン上で色の異なる光のビームを走査することにより、異なるモノクロ較正パターンの
画像を取得することができる。１又はそれ以上の実施形態では、異なる色の光として赤色
、緑色、及び青色光を含むことができるが、本発明の範囲はこれらに限定されるものでは
ない。色の異なる光の各々に関して後方散乱光を検出することができる。パターンの黒色
部分は、色の異なる各々の光の大部分を吸収しがちな可能性があり、一方白色部分は、色
の異なる各々の光の大部分を反射しがちな可能性がある。
【００５５】
　異なる取得した画像の各々を、モノクロ較正パターンの表示と比較することができる。
例えば、色収差が存在するようないくつかの場合には（レンズが色収差を加えがちな可能
性がある）、異なる色の各々が表示と異なる場合がある。従って、本発明の１又はそれ以
上の実施形態では、走査ビーム装置は、異なる色の光の各々に異なる量だけ較正を行うこ
とができる。色収差が存在する場合、このことが、色収差の視覚的影響を減少させるのに
役立つことができる。
【００５６】
　色の異なる光の較正データを保存する別の方法も可能である。本発明の１又はそれ以上
の実施形態では、走査中の複数の時点の各々に関する異なる宛先ピクセルの位置を、色の
異なる光の各々について保存することができる。別の選択肢として、本発明の１又はそれ
以上の実施形態では、走査中の複数の時点の各々に関する宛先ピクセルの位置を、（赤色
光などの）着色光の１つに関して記憶することができ、これらの記憶された宛先ピクセル
の位置からの潜在的に異なるずれを、（緑色光及び青色光などの）残りの異なる着色光に
関して時間の各々について記憶することができる。
【００５７】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビーム装置を較正してカラー画像を生
成する別の方法は、多色較正パターンを使用するステップを含む。多色較正パターン上で
（白色光などの）多色光を走査し、後方散乱光を色成分に分離し、この色成分を検出する
ことにより、多色較正パターンの異なる画像を取得することができる。次に、異なる色成
分の画像の各々を対応する較正パターンの色成分と比較することができる。異なる着色光
に関する較正データを、前節で説明したように、或いは別様に保存することができる。
【００５８】
　本明細書で説明するような較正を、潜在的に異なる時点で、また潜在的に異なる実体に
より行なうことができる。図８は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による、走査ビー
ム装置を較正する方法８７０の１つの特定例のブロックフロー図である。



(15) JP 2010-515947 A 2010.5.13

10

20

30

40

50

【００５９】
　ブロック８７２において、本明細書で説明するような駆動信号の較正を行うことができ
る。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、製造業者又はその他の第１の実体が、ブロ
ック８７２の駆動信号の較正を行うことができる。次に、部分的に較正済みの走査ビーム
装置を購買者、ユーザ、又は第２の実体に販売し、引渡し、又は別様に移送することがで
きる。ブロック８７４において、本明細書で説明するようなさらなる駆動信号の較正を任
意に行うことができる。製造環境及び使用環境において走査ビーム装置の駆動に使用され
る駆動システムは潜在的に異なるので、このことは、走査ビーム装置を例えば特定の駆動
システムなどの特定の使用環境に対してカスタマイズするのに役立つことができる。次に
、ブロック８７５において、本明細書で説明するようなピクセル位置の較正を行うことが
できる。破線８７３を使用して、例えば装置の製造業者などの第１の実体が走査ビーム装
置の較正の一部を行うことができ、また例えば購買者及び／又はユーザなどの第２の実体
が較正の第２の部分を行うことができることを示している。
【００６０】
　代替の実施形態も可能である。一例として、第２の実体は、さらなる駆動信号の較正を
行わずにピクセル位置の較正を行うことができる。別の例として、第１の実体は、駆動信
号の較正を行った後にピクセル位置の較正を行うことができ、また第２の実体は、さらな
る駆動信号の較正及び／又はピクセル位置の較正を行うことができる。さらに、例えば歪
みが検出された場合又は大きくなった場合、定期的メインテナンスにより、或いはその他
の公知の基準により新しい装置を使用する場合などのその他の時に、本明細書で説明する
ような様々な種類の較正を行うことができる。
【００６１】
　図９は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による、関心のある面の画像を取得する方
法９７６のブロックフロー図である。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、例えば走
査ビーム装置が、患者の体内へ挿入される内視鏡又はその他の医療用具である場合、走査
ビーム装置を体内に進入させ、例えば体組織、体腔、中空器官、又は同様の関心のある面
などの目標面に隣接して位置付けることができ、その後目標面の画像を取得することがで
きる。しかしながら、バーコード及びその他の表面などの他の面も適しているので、本発
明の範囲は上記のような面に限定されるものではない。
【００６２】
　ブロック９７７において、走査パターンの関心のある面上でビームを走査することがで
きる。１又はそれ以上の実施形態では、本明細書で説明するように決定された較正済み駆
動パラメータを使用することができる。或いは、始動／初期駆動パラメータを使用するこ
とができる。ブロック９７８において、走査パターン中の異なる時点において後方散乱光
を検出することができる。次に、ブロック９７９において関心のある面の画像を生成する
ことができる。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、画像を生成するステップは、走
査パターン中の複数の異なる時点の各々において検出される後方散乱光を、生成した画像
内の対応する較正済み宛先画像の位置に置く又は表すステップを含むことができる。前述
したように、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、較正済み宛先画像の位置は、走査
中のそれぞれの時点に関する宛先ピクセルの位置を含むことができる。別の選択肢として
、上記と同様に、或いは別様にずれ又は変位を使用することもできる。宛先ピクセルの位
置及び／又はずれは、取得した画像と較正パターンの表示との間の差異により、間接的に
推測される予想されるビームの位置ではなく、実際のビームの位置を表示するように試み
ることができる。
【００６３】
　画像を表示するための類似の実施形態も可能である。本明細書で説明するように決定し
た較正済み駆動パラメータを走査中に使用することができる。本明細書で説明するように
決定した較正済み画像の位置に変調光を置き、或いは表すことができる。
【００６４】
　図１０Ａ～図１０Ｆは、本発明の様々な実施形態による適当な較正パターンの例である
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。図１０Ａは、均等に離間した水平線と垂直線との格子、直径が一定間隔で増大する８つ
の同心円、同心円の中心で交差する対角線、及び左上隅にある基準の＋印を含む較正パタ
ーンである。
【００６５】
　図１０Ｂは、均等に離間した水平線と垂直線との格子から成る較正パターンである。傾
斜付き格子又は異なる離間距離の格子を含むその他の様々な較正パターンも可能である。
【００６６】
　図１０Ｃは、中央で交差する１対の水平線と垂直線及び８つの点から成る較正パターン
である。８つの点は、４つの象限の各々の中に対角線に沿って２つの点が置かれる。異な
る個数及び配置の点及び線を含むその他の様々な較正パターンも可能である。
【００６７】
　図１０Ｄは、同一サイズの９つの小円の規則的なマトリックスから成る較正パターンで
あり、円の１つが内部に十字形のような識別マークを有する。較正に使用できる属性とし
て、取得した画像内の円の個数とサイズとが含まれる。識別可能にマークを付けた円は向
きを定めることができる。
【００６８】
　図１０Ｅは、人の線画から成る較正パターンである。その他の様々な較正パターンとし
て、動物、物体、景色、及びその他の様々な主題を含むことができる。
【００６９】
　図１０Ｆは、輪郭線で表す文字Ａから成る較正パターンである。潜在的にその他の対象
物を有するその他の文字、数字、及びこれらの組合せも適している。
【００７０】
　これら特定の較正パターンは例示に過ぎない。その他の適当な較正パターンとして、点
又は線の抽象グループから幾何学的形状、非幾何学的形状、物体、絵文字、画像、写真、
美術品、及びこのようなパターンの組合せに至るまでの様々な異なるパターンを含むこと
ができる。本明細書で開示する１又はそれ以上の較正を行うために使用できるほとんどい
ずれのパターンも使用することができる。従って、「較正パターン」という用語は、広く
解釈すべきである。
【００７１】
　特定の概念をさらに説明するために、図１０Ａに示す較正パターンを較正に使用できる
いくつかの例示的方法について検討されたい。この較正パターンは、取得した画像と比較
し、較正に使用することのできる様々な所定の特徴又は特性を有する。
【００７２】
　１つの特性は円の個数である。この較正パターンは８つの同心円を有する。取得した画
像内に現れる円が８つ未満の場合、例えば（ｘ軸及びｙ軸電圧などの）駆動信号を調整し
て走査の大きさを調整することができる。
【００７３】
　別の特性は円のサイズである。一例として、取得した画像内の全ての円が較正パターン
内の全ての円よりも小さい場合、駆動信号を調整して走査の大きさを調整することができ
る。或いは、大きな外側の円は正しいサイズであるが、小さな内側の円が小さ過ぎる場合
、電圧ランプ／上昇の変化を使用して螺旋径のより均一な増加率を促進することができる
。
【００７４】
　さらに別の特性は円の形状である。場合によっては、円は楕円であってもよい。円形度
の欠如に関する１つの潜在的な測定基準は、最大及び最小半径の比の１（数値の１）から
の偏差値である。円がどれほど丸いかを判定する１つの方法は、円の最大及び最小半径の
比の１からの偏差値を判断するステップを含む。取得した画像内で円が水平方向の楕円と
して現れる場合、ｘ軸電圧に対してｙ軸電圧を下げることができる。或いは、取得した画
像内で円が垂直方向の楕円として現れる場合、ｙ軸電圧に対してｘ軸電圧を下げることが
できる。
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【００７５】
　同様に、さらに別の特性は均等な間隔の水平線及び垂直線である。取得した画像におい
て水平線間の間隔が垂直線間の間隔よりも大きい場合、この画像は真に円形の走査パター
ンではなく、垂直楕円形状の走査パターンを表している可能性がある。このような場合に
は、一例として、ｘ軸電圧に対してｙ軸電圧を下げることができる。
【００７６】
　これらは、取得した画像の表示との比較を使用して駆動パラメータを調整できるわずか
な例示的方法を提供するものである。その他の数多くの方法も可能であり、それらの方法
がこれまでに使用されてきた。当業者及び本開示を利用できる人々であれば、使用できる
異なる種類の較正パターン及び調整に使用できる較正パターンの特徴の関連する異なる比
較に大きな柔軟性があることを理解するであろう。
【００７７】
　図２に示すように、走査ビーム装置は、本明細書に開示されるような１又はそれ以上の
較正を実行できる較正システム２３０を含むことができる。図１１は、本発明の１又はそ
れ以上の実施形態による、走査ビーム装置のための例示的な較正システム１１３０のさら
なる詳細を示すブロック図である。
【００７８】
　この較正システムは比較論理回路１１８４を含む。比較論理回路は、本明細書の他の箇
所で開示したように、較正パターン１１８６の表示を較正パターンの取得した画像１１９
０と比較することができる。
【００７９】
　前述したように、較正パターンの表示は、較正パターンの電子画像又はその他の電子的
類似物、或いは（円の個数、円のサイズなどの）較正パターンの特徴又は特性セットを含
むことができる。一例として、表示と取得した画像とにメモリからアクセスし、或いは比
較論理回路がこれらを別様に受け取り、或いは参照することができる。さらに別の選択肢
として、表示は、走査ビーム装置には記憶されずに、実行者の考え又は心の中に記憶され
る心的表示であってもよい。
【００８０】
　図示のように、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、（記憶されているか、或いは
記憶されていないかにかかわらず）１又はそれ以上の追加の異なる表示１１８８を任意に
使用することもできる。一例として、異なる表示は、異なる較正パターンの表示、走査の
大きさが異なる同じ較正パターンの表示、又は異なる温度又はその他の環境条件下におけ
る同じ較正パターンの表示であってもよい。１つの態様では、複数の較正パターンを潜在
的に使用して、例えば異なるパターンで、異なる程度の難しさで、単一の異なる駆動パラ
メータで、単一の異なる色成分で、などの異なる方法で走査ビーム装置を促すことができ
る。異なる表示を異なる温度に使用することができ、或いは例えば米国特許出願第＿＿＿
＿＿＿号に開示されるように、走査光学素子の温度をほぼ一定に維持することができる。
同様に、異なる走査の大きさ、異なる環境条件などに関する異なる較正データのセットを
記憶することができ、またこれらのセット間に挿入して走査の大きさ又は環境条件の連続
スペクトルを提供する能力を任意に含めることができる。
【００８１】
　較正システムは、駆動信号較正論理回路１１９２及びピクセル位置較正論理回路１１９
４も含む。これらの論理回路の各々は比較論理回路と結合され、或いは別様に通信する。
本明細書の他の箇所で開示したように、駆動信号較正論理回路及びピクセル位置較正論理
回路は、それぞれ駆動信号の較正及びピクセル位置の較正を行うことができる。具体的に
は、駆動信号較正論理回路は、１又はそれ以上の較正済み駆動パラメータ１１９６を決定
することができる。これらの駆動パラメータを駆動電子装置に提供して後で使用すること
ができる。１又はそれ以上の実施形態では、米国特許出願第２００６００７２８７４号に
開示されるような構成メモリに較正済み駆動パラメータを記憶することができるが、これ
は必須ではない。ピクセル位置較正論理回路は、１又はそれ以上の構成済みピクセル又は
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その他の画像位置１１９８を決定し、記憶又は別様に保存することができる。その後の画
像生成中に、これらの較正済みピクセル又はその他の画像位置１１９８を画像生成器に提
供することができ、或いは画像生成器がこれらにアクセスすることができる。
【００８２】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態では、較正システムの論理回路は、例えば走査ビー
ム装置のメモリに記憶され、コントローラ、プロセッサ、又はその他の回路が実行できる
一連の命令又はコードモジュールなどのソフトウェアを含むことができる。例えば、これ
らのモジュールとして、比較モジュール、駆動信号較正モジュール、及びピクセル位置較
正モジュールを含むことができる。別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形
態では、較正システムの論理回路は、例えば特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィー
ルドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、又はその他の回路などのハードウェアを
含むことができる。さらに別の選択肢として、較正システムの論理回路は、ソフトウェア
とハードウェアとの組合せを含むことができる。
【００８３】
　図１２は、本発明の実施形態を実行できる例示的な走査ビーム装置１２１０のブロック
図である。この走査ビーム装置は、ベースステーション１２０１と走査ビームプローブ１
２０３とを含む２部形状因子を有する。このような２部形状因子は、内視鏡及びその他の
医療用プローブ器具に好適な傾向にある。２部形状因子の１つの潜在的利点は、ベースス
テーション内に高価な及び／又は大きな構成要素を含むことができ、プローブを比較的安
価に及び／又は小型にすることができるという点である。別の潜在的利点は、同じベース
ステーションが異なる種類のプローブを潜在的に使用でき、例えば清掃、メインテナンス
、又は廃棄するためにプローブを取り外せるという点である。しかしながら、この二部形
状因子は必須ではない。
【００８４】
　ベースステーションは、光源１２１２、電源１２０５、及びメモリ１２０９を含む。本
発明の１又はそれ以上の実施形態では、メモリを使用して、本明細書に開示するような較
正システムの少なくとも一部を実現するとともに別個のプロセッサ（図示せず）又はその
他の回路が実行できるコードモジュールを記憶することができる。ベースステーションは
任意の光検出器１２２４を含む。或いは、光検出器を走査ビームプローブ内に配置するこ
ともできる。ベースステーションは任意のユーザインターフェース１２１１を含む。ユー
ザインターフェースとして、少数のボタン、ダイヤル、キーボード、又は当業で公知の同
様のインターフェースを含むことができる。ベースステーションは任意のディスプレイ１
２１３も含む。別の選択肢として、ディスプレイをベースステーションから切り離して含
み、或いは省略することができる。
【００８５】
　走査ビームプローブは走査光学素子１２１４を含む。本発明の１又はそれ以上の実施形
態では、走査光学素子は、光ファイバ又は同様の導波管の単一の片持ち状の自由端部、圧
電管、又は光ファイバ又は導波管を動かすためのその他のアクチュエータ管を含むことが
できる。このような走査光学素子の詳細な例を図１３に示すとともにこの図と併せて説明
を行う。或いは、電気活性ポリマー（ＥＡＰ）材料、磁気アクチュエータ、電磁アクチュ
エータ、静電アクチュエータ、音波アクチュエータ、電気音響変換器、（ＭＥＭＳなどの
）電気機械アクチュエータ、又はその他の種類のアクチュエータを使用して光ファイバ又
は導波管を動かすことができる。
【００８６】
　別の選択肢として、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、走査光学素子は、光ビー
ムの光路内の鏡又はその他の反射装置と、反射装置を動かすためのアクチュエータとを含
むことができる。さらに別の選択肢として、走査光学素子は、アクチュエータが動かすこ
とのできるレンズ又はその他の焦点調整装置を含むことができる。さらに別の選択肢とし
て、走査光学素子は、検流計、互いに動く複数の光学素子など、及びこれらの組合せを含
むことができる。これらの様々な走査光学素子を図２の装置において使用することもでき
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る。
【００８７】
　走査ビームプローブは、ベースステーションのコネクタインターフェース１２２１と嵌
合するように構成されたコネクタ部材１２１９を含む。コネクタ部材をコネクタインター
フェースに結合することにより、ベースステーションと走査ビームプローブとの間に電気
及び光学経路を作り出すことができる。一例として、電気経路は、電力経路と駆動信号経
路とを含むことができ、また光学経路は、照明経路と潜在的に検出経路とを含むことがで
きる。１又はそれ以上のケーブル１２２３を介してこれらの経路を伝えることができる。
【００８８】
　図示のように、走査ビームプローブは、任意の不揮発性（Ｎ－Ｖ）メモリ１２１７を含
むことができるが、これは必須ではない。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、不揮
発性メモリをコネクタ部材内に配置することができる。不揮発性メモリを使用して、本明
細書に開示するような較正済みの駆動パラメータ及び／又は較正済みの画像位置情報を記
憶することができるが、これは必須ではない。
【００８９】
　図示のように、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、走査ビーム装置のベースステ
ーションは、任意の較正チャンバ１２１５を含むことができる。較正チャンバは、内部に
１又はそれ以上の較正パターンを有することができる。このことは、１又はそれ以上の較
正パターンを汚れ、風化、又はその他の損傷から保護するのに役立つことができる。較正
チャンバはまた、較正パターンを見るための制御された光環境を提供するのにも役立つこ
とができる。１つの態様では、較正チャンバは制御された温度を有することができ、これ
とは別にプローブは独立してほぼ一定の温度を維持することができる。本発明の１又はそ
れ以上の実施形態では、ベースステーションは、いくつかの較正パターン間で切り換えを
行うための手段を有することができる。例えば、機械的な機構が、１つの較正パターンを
別の較正パターンと置き換えることができる。較正チャンバはポートを有することができ
、較正中、このポートに走査ビームプローブを結合することができる。このような結合は
、走査ビームプローブを較正パターンに対して正確かつ着実に位置付けるのに役立つこと
ができる。或いは、較正チャンバを任意に省略して、別個の製造装置又はその他の場所に
含めることもできる。
【００９０】
　図１３は、本発明の１又はそれ以上の実施形態による走査ファイバプローブ１３０３の
詳細例の断面側面図である。この例は、本発明を限定するものではなく、例示にすぎない
と解釈すべきである。この図示の特定のプローブは、患者の体内に挿入される内視鏡又は
その他の比較的小さな器具又はプローブとしての使用によく適しているが、その他の実施
構成では、プローブの設計及び動作を大幅に変更することができる。
【００９１】
　このプローブはハウジング１３３１を含む。ハウジングは、ステンレス鋼又は患者の体
内に展開するのに適したその他の材料を含み、気密シールすることができる。ハウジング
は小型又は微小であってもよい。例えば、本発明の１又はそれ以上の実施形態では、ハウ
ジングは概ね管状であり、約５ｍｍ以下の直径又はその他の断面寸法と約２０ｍｍ以下の
長さとを有することができる。
【００９２】
　ハウジング内に光ファイバ１３３５の自由端部１３３３が含まれる。ハウジング内には
圧電管１３３７も含まれる。この圧電管は、１つの考えられる種類のアクチュエータ管を
表すものである。本発明の１又はそれ以上の実施形態では、圧電管はＰＺＴ５Ａ材料を含
むことができるが、これは必須ではない。光ファイバは、圧電管のほぼ円筒状の開口部を
通じて挿入される。取付けカラー１３３９が、圧電管をハウジングに結合することができ
る。取付けカラーを貫通したしっかりと適合する概ね円筒状の開口部を通じて圧電管を挿
入することができる。
【００９３】
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　数多くのワイヤ又はその他の導電路１３４１が、ベースステーションからプローブの近
位端まで延びる。導電路は、圧電管に電気信号を運ぶことができる。１又はそれ以上の実
施形態では、圧電管は、光ファイバを二次元で動かすために、外面上に４つの象限金属電
極１３４３を有することができる。４つの導電路の各々を圧電管上の４つの象限電極のそ
れぞれの１つにハンダ付け又は別様に電気的に結合することができる。これらの４つの導
電路が駆動信号を圧電管へ運び、圧電管に光ファイバを、例えば拡大する螺旋状走査パタ
ーンで走査させることができる。１又はそれ以上の実施形態では、光ファイバを共鳴周波
数で走査することができる。共鳴周波数では、駆動信号が光ファイバの位置に対して約９
０°位相ずれする可能性がある。１又はそれ以上の実施形態では、圧電管は、内面上に任
意に接地電極を有することができる。任意に接地電極に１つの導電路を設けることができ
る。
【００９４】
　装置は１又はそれ以上のレンズ１３４５を含む。１又はそれ以上のレンズは、光ファイ
バの自由端部を通じて送られる光の光路内に置かれる。本発明の１又はそれ以上の実施形
態では、１又はそれ以上のレンズとして、Ｐｅｎｔａｘ社製のレンズを含むことができる
。或いは、任意にその他のレンズを使用することもできる。
【００９５】
　本発明の１又はそれ以上の実施形態では、目標面からの後方散乱光を回収するために、
ハウジングの外部周辺に光ファイバ１３４７を含むことができる。一例として、フルカラ
ー走査ファイバ内視鏡という特定の場合には、ハウジングの外部周辺に光を回収するため
の１２本の光ファイバを含むことができる。光ファイバは、光を回収し、プローブの近位
端、又はベースステーション内、或いはその他の場所に位置する１又はそれ以上の光検出
器へ戻すことができる。
【００９６】
　説明を目的として、上記の説明では、本発明の実施形態の完全な理解をもたらすために
数多くの特定の詳細について説明した。説明した特定の実施形態は、本発明を限定するた
めではなく、本発明を説明するために提供したものである。これらの特定の詳細のいくつ
かを伴わずに、実施形態を実施することができる。さらに、本明細書で開示した実施形態
に、例えば、実施形態の構成要素のサイズ、形状、構成、形態、機能、材料、動作の態様
、並びに組み立て及び使用法に対して修正を施すことができる。図面に示し、本明細書で
説明したものに対する全ての同等の関連物が、本発明の実施形態の範囲に含まれる。本発
明の範囲は、上記に提供した特定の実施例によってではなく、以下の特許請求の範囲によ
り決定されるべきである。さらに、図を通じて参照番号の末端部を適宜繰り返し、任意に
同様の特性を有する可能性がある対応又は類似する要素を示した。
【００９７】
　様々な動作及び方法について説明した。基本的な形で方法について説明したが、これら
の方法に様々な動作を任意に追加することができる。場合によっては、これらの方法から
いくつかの動作を取り除くことができる。場合によっては、これらの方法の動作を異なる
順序で行うこともできる。これらの方法に対して多くの修正及び適合を行うことができ、
可能であり、企図することができる。
【００９８】
　ハードウェア構成要素により特定の動作を行うことができ、或いは機械実行可能命令の
形で特定の動作を具現化することができ、これらを使用して、動作を実行する命令で回路
をプログラムし、或いは少なくともこのような回路を作り出すことができる。回路は、ご
くわずかな例を挙げれば、汎用又は専用プロセッサ、又は論理回路を含むことができる。
ハードウェアとソフトウェアとの組合せにより、任意にこれらの動作を行うこともできる
。
【００９９】
　ソフトウェア又はその他の命令を記憶した機械アクセス可能媒体及び／又は機械可読媒
体を含むことができるプログラム製品又はその他の製造の物品として本発明の１又はそれ
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細書に開示した１又はそれ以上の動作又は方法を実行する機械をもたらし、或いは機械に
このような１又はそれ以上の動作又は方法を実行させることができる命令を提供すること
ができる。適当な機械として、以下に限定されるわけではないが、ごくわずかな例を挙げ
れば、走査ビーム装置、ベースステーション、内視鏡ベースステーション、医療機器、コ
ンピュータシステム、及び１又はそれ以上のプロセッサを備えたその他の様々な装置が含
まれる。
【０１００】
　媒体は、機械によりアクセス可能な種類の情報を記憶又は提供する機構を含むことがで
きる。例えば、媒体として、フロッピーディスケット、光学記憶媒体、光ディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、磁気ディスク、光磁気ディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可
能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去及びプログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去及
びプログラム可能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、スタテ
ィックＲＡＭ（ＳＲＡＭ），ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、及び
これらの組合せなどの記録可能及び／又は非記録可能媒体を任意に含むことができる。本
発明の１又はそれ以上の実施形態では、１又はそれ以上の走査ビーム装置と使用するため
の命令とを含むキットに機械可読媒体を含む製造の物品を含めることができる。
【０１０１】
　以下の特許請求の範囲では、「走査ビーム装置」、「走査光学素子」、「走査ビームプ
ローブ」等における「走査」という用語は、特に明記しない限り、その機器又は装置が使
用中であること、或いは現在走査中であることを意味するものではない。むしろ「走査」
という用語は、その機器又は装置が走査可能であるということを意味しているに過ぎない
。
【０１０２】
　なお、本明細書を通じて、「１つの実施形態」、「実施形態」、又は「１又はそれ以上
の実施形態」に対する言及は、例えば、本発明の実施に際して特定の特徴を含むことがで
きることを意味するものであると理解されたい。同様に、本開示を簡素化し、様々な発明
の態様の理解に役立てる目的で、説明において様々な特徴を単一の実施形態、図又はその
説明にまとめた部分があることを理解されたい。しかしながら、本開示のこの方法につい
て、本発明が、個々の請求項に明確に記載したよりも多くの特徴を必要とするという意図
を反映したものであると解釈すべきではない。むしろ、以下の特許請求の範囲が示すよう
に、発明の態様は、単一の開示した実施形態の全ての特徴よりも少ないものにより成立す
ることができる。従って、詳細な説明に続く特許請求の範囲は、本明細書によりこの詳細
な説明において明確に引用され、個々の請求項は、それ自体が本発明の独立した実施形態
として成立するものである。
【符号の説明】
【０１０３】
１００　走査ビーム装置の較正
１０２　走査ビーム装置を使用して較正パターンの画像を取得
１０４　取得した画像を較正パターンの表示と比較
１０６　比較に基づいて走査ビーム装置を較正
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１０Ｆ】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月14日(2009.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査ビーム装置を使用して較正パターンの画像を取得するステップと、
　前記取得した画像を前記較正パターンの表示と比較するステップと、
　前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、前記比較に基づいて前記走査ビーム装置の
走査光学素子の１又はそれ以上の駆動パラメータを調整するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、前記比較に関連する較正済みの画像位置情
報を保存するステップを含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記較正済みの画像位置情報は較正済みの宛先ピクセル位置を含み、該宛先ピクセル位
置は、前記取得した画像と前記表示との間の差異を考慮するように調整された予想される
ピクセル位置である、
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ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　走査パターン内の関心のある面上でビームを走査するステップと、
　前記走査パターン中の異なる時点において後方散乱光を検出するステップと、
　前記走査パターン中の前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、前
記較正済みの画像位置情報内に定められた画像位置で表すことにより、前記関心のある面
の画像を生成するステップとをさらに含む、
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記走査ビーム装置を較正するステップは、
　前記比較に基づいて、前記走査ビーム装置の走査光学素子の１又はそれ以上の駆動パラ
メータを調整するステップと、
　前記走査ビーム装置を使用して同じ又は異なる較正パターンの第２の画像を取得するス
テップと、
　前記取得した第２の画像を、該第２の画像を取得するために使用した前記較正パターン
の表示と比較するステップと、
　前記比較に関連する較正済みの画像位置情報を保存するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記走査ビーム装置を使用して前記較正パターンの画像を取得するステップは、
　前記走査パターン内の前記較正パターン上でビームを走査するステップと、
　前記走査パターン中の異なる時点において前記較正パターンから後方散乱光を検出する
ステップと、
　前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、対応するそれぞれの時点
に関する前記ビームの予想される位置で表すことにより、前記較正パターンの画像を生成
するステップと、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記画像を取得する前に、前記走査ビーム装置の走査ビームプローブを走査ビーム装置
の較正チャンバのポートに結合するステップをさらに含み、前記較正チャンバは内部に前
記較正パターンを有する、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記較正パターンの画像を取得するステップは、単一の片持ち状の光ファイバをある走
査パターンで走査するステップと、前記単一の片持ち状の光ファイバをほぼ共鳴周波数で
動かすステップとを含み、前記走査ビーム装置の較正後に、前記走査ビーム装置の走査ビ
ームプローブを患者の体内に挿入するステップをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　光源と、
　前記光源から光を受け取り、走査パターン内の較正パターン上でビームを走査するため
の走査光学素子と、
　前記較正パターンから後方散乱される光を前記走査パターン中の異なる時点において検
出するための光検出器と、
　前記異なる時点の各々において検出された前記後方散乱光を、対応するそれぞれの時点
に関する前記ビームの予想される位置で表すことにより、前記較正パターンの画像を生成
するための画像生成論理回路と、
　前記画像を前記較正パターンの表示と比較するための比較論理回路と、
を含むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
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　前記比較論理回路と通信し、前記比較に基づいて前記走査光学素子の１又はそれ以上の
駆動パラメータを調整するための駆動信号較正論理回路をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記比較に関連する較正済みの画像位置情報を記憶するためのピクセル位置較正論理回
路をさらに含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ピクセル位置較正論理回路は、走査パターン内の前記関心のある面上でビーム走査
中の複数の異なる時点の各々において検出された後方散乱光を、前記較正済みの画像位置
情報内に定められた画像位置で表すことにより、関心のある面の画像を生成するための論
理回路を含む、
ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　内部に前記較正パターンを有するチャンバをさらに含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置は内視鏡を含み、前記走査光学素子は単一の片持ち状の光ファイバを含む、
ことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　機械実行可能命令であって、機械により実行された場合、該機械に、
　　走査ビーム装置で取得した較正パターンの画像を該較正パターンの表示と比較するス
テップと、
　　前記比較に基づいて前記走査ビーム装置を較正するステップと、
　を含む動作を実行させる、
ことを特徴とする機械実行可能命令。
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摘要(译)

公开了使用校准图案的扫描束装置校准。在一个方面，一种方法可以包
括使用扫描光束设备获取校准图案的图像。可以将所获取的图像与校准
图案的表示进行比较。可以基于比较来校准扫描光束设备。还公开了执
行这些和其他校准方法的软件和装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/4187e3da-e477-4a36-ae5e-f1d974cff140
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039111954/publication/JP2010515947A?q=JP2010515947A

